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The Oxydes cell
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Osnovni princip rada

Oxydes je registrovana i jedinstvena tehnologija na
elektrolitiCkoj osnovi.

Proizvod ove tehnologije nije ni agresivan ni
toksican

Oxydes matrica
Cetiri najefektivnija oksidaciona jedinjenja nastaju u

stabilnom i fizioloSki kompatibilnom obliku u isto
vreme zahvaljujuci specijalnom elektro — hemijskom
aktivacionom procesu koji se odvija u Oxydes
uredaju.
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Hemijski proces u Oxydes celiji

Posle ulaska slanog rastvora u Oxydes celiju
sledece transformacije se odvijaju na elektrodama :

Katoda: 2H, 0 +2e->20H+H,
Anoda: ClI >Cl° +e-

OH > OH +e-
Proizvod : Cl "+ OH "> HOCI

Nasuprot konvencionalnom elektrolitiCkom
procesu za nastajanje hipohloraste kiseline, kod
Oxydes procesa se ne registruje sledece :

Clzi rezultuju¢a HCI (hlorovodonicna kiselina)
CIO2 i rezultujuca HCIO3 (hlorna kiselina)

CI2 prouzrokuje nastanak hloramina i
trihalometana

HCI hlorovodoni¢na kiselina izaziva koroziju u
instalacijama

HCIO3 hlorati su mutageni, teratogeni |
karcinogeni
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Tecénost pod nazivom Oxydes.L koja nastaje u
anodnoj celiji se sakuplja u kontejner. Nastali gasoviti
ostaci vodonika se oslobadaju sa katode i uklanjaju.

Oxydes.L se dozira direktno pomoc¢u dozir pumpe u
cevovod ili pak transportuje do decentralizovane
stanice za doziranje u transportne kontejnere.

Razblazen rastvor natrijum hidroksida se odvodi iz
katodne celije. Ovaj rastvor se ili odstranjuje ili koristi
kao sredstvo za pranje.

a» Oxydes.L

NaCl + H,0
2 2 ¥ HocL

Oxydes.L sadrzi tragove jakih  nestabilnih
oksidacionih sredstava kao Sto su H2O2 _ vodonik

peroksid i O3 - ozon
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Uloga HOCI

Sadrzaj hipohloraste kiselina u vodi u zavisi od
pH vrednosti. Ova kiselina se nalazi kao molekul ili
kao negatvno naelektrisani anjon kao posledica
disocijacije.

pH 8 90 % OCIF 10 % HOCI
pH 7.25 50 % OCI- 50 % HOCI
pH 6 25 % OCIF 97.5% HOCI

Nenaelektrisani molekul HOCI je znacajno
efikasniji posto prolazi kroz membransku celiju i moze
se u nju infiltrirati.

HOCI »EEEEEE S Colija bakterije

OCI- Celija bakterije
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Hipohlorasta kiselina je samo u nenaelektrisnom
obliku (HOCI) sposobna da penetrira kroz liofilne
vodonepropusne celijske membrane i infiltrira se u
Celiju gde oslobada svoju destruktivhu (oksidacionu)
silu.

Uloga HOCI u ¢eliji

Hipohlorasta kiselina odvaja kiseonik i time
oksiduje cCelijske proteine koji se na taj nacCin
denaturisu.

Kao posledica denaturacije cCelijski metabolizam
se zaustavlja i prestaje razmnozavanje bakterija.

Krajnji rezultat dejstva hipohloraste kiseline je
zaustavljanje rasta, destrukcija 1 unistavanje
mikroorganizama.

HOCI
HOCI °

\\‘
‘ Cl- +2 H*
SRS

HOCI
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Rezime

Oxydes proces elektrolitiCki proizvodi
hipohlorastu kiselinu — HOCI direktno od rastvora
NaCl.

Oxydes.L je prirodan proizvod koji ne sadrzi
hlorate i ne doprinosi stvaranju nepozeljnih proizvoda
kao sto su THM i hloramini.

Oxydes.L se sakuplja i dozira direktno u pijacu
vodu ili se u kontejnerima transportuje u
decentralizovane dozirne stanice.
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